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Ti'VOH primar hydratisierte Oberflachenfunktionalitat von TiO,
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Acceleration energy: 150 keV
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Formel Mineral ~ Bandlicke [eV]  hmax [nm)
ALOs 90 138
SiO; 86 145
Mgo 72 178
ZnS Sphalenit 39 319
SIMO;  Tausonit 34 366
Zn0 32 388
Tio; Anatas 32 388
TiO; Rutil 30 414
FeTiOs limenit 28 444
Fe0y Hamatit 22 565

Oxidation: H,0 ———= 2H"+%0,+2e (E°=+123V)

Reduktion: 2H* +2e° ————=

OR-Typ:

R-Typ:

O-Typ:

H, (E*=100V)
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Die Oxidations- und Reduktionskraft ist gro genug, um Wasser in Sauer-
stoff und Wasserstoff zu spaliten.

Nur die { des L ist stark genug, um Wasser zu
reduzieren (H:-Bildung). Die Oxidationskraft ist zu gering, um Wasser zu
oxidieren

Das Valenzband liegt unter dem O,/H,0-Level, so dass die Oxidationskraft

ausreicht, um Wasser zu gs ist die A
gering, um Wasser zu reduzieren.
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